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Plasmadepositionsverfahren spielen eine essentielle Rolle bei der Herstellung funktionaler Beschich-
tungen für Anwendungen in der Optik, Tribologie, Medizin oder Sensorik. Plasma oder energetische
Ionen werden häufig in den Beschichtungsprozessen als Werkzeuge eingesetzt, die einerseits das zu
deponierende Material beispielsweise durch Zerstäubung freisetzen. Typische Verfahren sind hier
Ionenstrahl-Zerstäubungsprozesse mit vielen Anwendungen in der Speichertechnologie oder der Op-
tik und mehr noch Magnetronsputtertechniken, die eine enorme Anwendungsbreite von Beschich-
tungen für Architekturgläser, über die Veredelung von komplexen Kunststoffteilen und großflächigen
Folien bis hin zur Herstellung hochwertiger optischer Funktionsschichten abdecken. Andererseits wer-
den Plasmaquellen auch in vielen Prozesskonzepten zur Unterstützung des Schichtbildungsprozesses
eingesetzt, um eine Qualitätssteigerung zu erreichen oder überhaupt ein Schichtbildung zu realisieren.
Beispiele sind hier in der Präzisionsoptik und Brillenfertigung zu finden, die heutzutage überwiegend
auf plasmagestützte Verfahren zurückgreifen, oder auch in den modernen Plasma-CVD-Prozessen,
die in jüngster Vergangenheit eine große Vielfalt von Produktinnovationen ermöglicht haben. Ob-
wohl eine Vielzahl von Plasmadepositionsverfahren in der industriellen Fertigung eingesetzt wird,
fehlt es in vielen Fällen noch an grundlegenden Kenntnissen zu den Wechselwirkungen des Plas-
mas mit den Prozesskomponenten und insbesondere mit der wachsenden Schicht. Vielmehr wurden
die verschiedensten Verfahren in der Vergangenheit eher auf empirischer Basis durch detaillierte
Parametrisierung optimiert und so das Potenzial der Beschichtungstechniken bisher noch nicht voll-
ständig ausgeschöpft. Das Symposium „Plasma Deposition von funktionellen Schichten“ soll hier
einen Beitrag zu einer Vertiefung der Prozessgrundlagen leisten und insbesondere den Dialog der
beteiligten Technologiebereiche unterstützen. Als nunmehr fünftes Symposium in dieser Tradition
soll ein breites Anwendungsspektrum von Beschichtungen betrachtet und insbesondere auch wieder
der Bezug zu der Plasmatechnologie gestärkt werden.

Übersicht der Hauptvorträge und Fachsitzungen
(Hörsaal V57.03)

Hauptvorträge

SYPD 1.2 Thu 10:40–11:20 V57.03 Fortschritte in den optischen Dünnschichttechnologien — ∙Norbert
Kaiser

SYPD 1.3 Thu 11:20–11:50 V57.03 Entwicklung neuer optischer Funktionsschichten durch hochion-
isierte Sputterprozesse — ∙Michael Vergöhl, Ralf Bandorf, Stefan
Bruns, Volker Sittinger, Bernd Szyszka, Oliver Werner

SYPD 1.4 Thu 11:50–12:20 V57.03 Plasma unterstützte Prozesse zur Herstellung anspruchsvoller Inter-
ferenzfilter — ∙Harro Hagedorn, Walter Lehnert, Jürgen Pistner,
Holger Reus, Michael Scherer, Alfons Zöller

SYPD 2.1 Thu 14:00–14:30 V57.03 Charakterisierung von Plasmaprozessen zur ionengestützten Ab-
scheidung (PIAD) von optischen Schichten — ∙Jens Harhausen,
Ralf Peter Brinkmann, Rüdiger Foest, Andreas Ohl, Benjamin
Schröder, Hartmut Steffen
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SYPD 2.2 Thu 14:30–15:00 V57.03 Prozessüberwachung und Kontrolle mit der Multipol-Resonanz-
Sonde — ∙Ralf Peter Brinkmann, Martin Lapke, Jens Oberrath,
Christian Schulz, Robert Storch, Tim Styrnoll, Peter Awakow-
icz, Thomas Mussenbrock, Thomas Musch, Ilona Rolfes, Christian
Zietz

SYPD 2.3 Thu 15:00–15:30 V57.03 Gepulste Hochleistungsplasmen zur Synthese nanostrukturierter
Funktionsschichten (SFB TR 87) — ∙Peter Awakowicz

SYPD 2.4 Thu 15:30–16:00 V57.03 Phase stability of TiAlNO (SFB TR 87) — ∙Jochen Schneider

Fachsitzungen

SYPD 1.1–1.5 Thu 10:30–12:40 V57.03 Optische Beschichtungsverfahren
SYPD 2.1–2.5 Thu 14:00–16:20 V57.03 Plasmatechnik und Anwendungen


